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磁場閉じ込めプラズマにおいては、磁気島構

造がプラズマの分布形状や性能に影響を与え

ることが知られている。ヘリオトロンJ装置は、

柔軟な回転変換制御によって周辺磁気島が制

御可能であり、最外殻磁気面近傍に磁気島が存

在する配位（磁気島配位）と磁気島が存在しな

い配位（非磁気島配位）を形成することができ

る。本研究ではX-modeドップラー反射計システ

ムを用いて、ECHプラズマを対象に磁気島周辺

領域の径電場分布計測を行った。 

ドップラー反射計は、プラズマに対して角度

をつけてマイクロ波を入射する事で反射波に

ドップラーシフトが起こる現象を利用し、ドッ

プラーシフト周波数からプラズマのポロイダ

ル回転速度や径電場を計測できる。ヘリオトロ

ンJ装置に設置されているドップラー反射計の

概要図を図1に示す。プラズマに入射されるマ

イクロ波の周波数は33-50GHzであり、径方向に

幅広く計測が可能となるX-mode入射を採用し

ている。 

磁気島が分布形状へ与える影響を調べるた

め、磁気島配位と非磁気島配位での分布計測を

行った。図2は電子温度・密度分布を示しており、

磁気島配位のデータは赤のマーカーで示され

ている。磁気島配位では密度分布が広がり、電

子温度がr/a=0.4～1.0で高くなることが観測さ

れており、周辺磁気島が分布に影響を与えてい

ることを示唆している。また、図3はドップラー

反射計から得られた径電場分布であり、磁気島

配位の計測結果は赤のマーカーで示されてい

る。いずれの配位においても周辺部で負の電場

シアが観測されているが、磁気島配位では、電

場シアの形成位置が非磁気島配位に比べてプ

ラズマ外側にシフトする結果が得られた。 

回転変換の調整によりプラズマ周辺磁気島

の位置を細かく制御した場合の径電場分布計

測も行っており、講演では併せて報告する。 
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図 1 ドップラー反射計システム概要図 

図 2 磁気島配位と非磁気島配位における

電子密度・温度分布 

図 3 磁気島配位と非磁気島配位における

径電場分布 


